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spannungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2.2.2 Meßaufbau – Dünnschichtgeometrie . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.2.3 Meßaufbau – Bragg-Brentano . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2.3 Texturanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2.3.1 Vorzugsrichtung und Textur . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2.3.2 Meßaufbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2.4 Spannungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2.4.1 sin2 ψ–Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2.4.2 Meßaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2.5 Kleinwinkelstreuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3 Ergänzende Untersuchungsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3.1 Elektronenmikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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